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DOLGULU KOLONDA BASINC DUSMESI

AMA

Dolgulu kolonda meydana gelen basing diisiistinii gézlenmesi.

TEORI

Bir cok kimyasal proseslerde kati-gaz, sivi-gaz veya gaz-sivi-kati kullanilarak iglemler gergeklestirilir.
Bu proseslere ornek olarak filtrasyon, absorpsiyon, 1yon degistiriciler ve yanma olaylarini verebiliriz. Kat1 bir
yataktaki bosluklardan akan bir akigkana gosterilen direng yataktaki partikiillerin siiriiklenme kuvvetlerinin
toplamina esittir. Reynolds sayisina bagh olarak laminer akim ve tiirbiilansl akim olugumu yer alr.

Bir dolgulu kolonda tek bir faz aktiinda kolondaki basmng diigmesi Ergun denkleminden
hesaplanabilir. Bunun i¢in 6nce uygun bir esdeger dolgu maddesi c¢apmm tanimlanmasi gerekir. Bir
partikiilin veya dolgu maddesinin esdeger capr ayni hacimli kiirenin c¢api olarak tanimlanabilir. Ayrica
partikiiliin sekillerindeki farklihk da sekil faktorii ile smiflandirilabilir. Asagida verilen Ergun denkleminden
dolgulu yatak i¢in gazdaki basing diigmesi hesaplanabilir.
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DENEYSEL YONTEM

A-Deney Diizenegi Sekil 1 gaz absorpsiyonunda kullanilabilecek bir dolgulu kolonu gostermektedir.

Kolonun altindaki bir 1zgaranin iizerine yerlestirilen dolgu maddeleri, kolona ismini vermektedir. Yiiksek
hizlarda dolgu maddesinin hareketini ve siiriilklenmesini dnlemek igin, iist tarafa da baska bir 1zgara konur.
Dolgulu kulelerde kullanilan ¢esitli dolgu maddelerine ornekler Sekil 2 de gdsterilmektedir. Dolgu
maddelerinin ¢esitli sekillerde olmasinin nedeni, sivi ile gaz arasmdaki ara yiizey miktarmi arttirma

cabasmdandir.



Sekil 1. Dolgulu Kolon

Sekil 2. Dolgu Maddeleri

Deneyin gergeklestirilecegi dolgulu kolon, pyrex camdan yapilmis olup laboratuvarda kurulu halde

bulunmaktadir. Dolgulu kolon ii¢ fazda calisabilecek sekildedir. Gaz olarak hava, sivi olarak su ve kati

olarak da dolgulu kolonda cam Rasching Halkalar1 kullanilmaktadir.

B-Deneyin Yapilmasi

1.

Siv1 kullanmadan, rotametre araliginda miimkiin olan en az bes farkli hava akis hizinda basing diisiisiinii
belirleyiniz.

Siv1 akis hizini tavsiye edilen diisiik bir hiza ayarlaymiz ve ilk yukaridaki iglemi tekrarlaymiz. Bu esnada
yikleme ve tagma noktalarmi gozleyiniz. Bu noktalardaki hava akis hizim1 ve basing disiisiinii
belirleyiniz.

Sivi akig hizin iki farkli degere daha ayarlayarak yukaridaki iglemleri sirasiyla tekrarlaymiz.

Sivi ve hava akis hizlarini kapatarak sistemi yeniden kullamilir halde birakiniz.
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1. Logaritmik Olcekte basing diisiisiine kars1 hava akig hizin1 veren grafigi olusturunuz ve yiikleme
ve tagsma noktalarimi gosteriniz. Kuru dolgu egrisini de ¢iziniz.
2. Deneysel olara elde edilen yiikleme ve tagsma noktalarini karsilastiriniz.

3. Basing diisiisii verilerini kullanarak kolondaki bosluk kesrini hesaplaymiz.

ON HAZIRLIK

Deneye gelirken asagida verilen sorular 6dev seklinde cevaplanip deneyden sorumlu Ogretim Uyesine

teslim edilecektir.

Bu konu ile ilgili agagida verilen kaynaklardan bilgi edinilecek.
Yiikleme ve tasma noktalarmni tammlaymiz.
Dolgu malzemeleri hakkinda kisa bilgi veriniz.

Kolondaki basing diisiisii s1v1 ve hava akis hiz1 ile nasil degigsmektedir?

A

Kolondaki basmng diisiisii lizerinde dolgu maddesinin tipi ve boyutlarinin etkisini agiklaymiz.
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